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摘要(译)

一种制造显示装置的方法，包括以下步骤：在基板上形成驱动元件;在与
每个驱动元件对应的位置形成平坦化膜;形成对应于多个有机发光元件中
的每一个的底部电极;在底部电极之间的区域中形成像素隔离绝缘膜;通过
使用蒸发掩模蒸发在底部电极上方形成包括发光层的有机层;并在有机层
上形成顶部电极。在形成底部电极的步骤中包括以下步骤：形成底部电
极材料膜;在底部电极材料膜上形成光刻胶膜;使用蒸发掩模曝光光致抗蚀
剂膜并使其显影;使用光致抗蚀剂膜作为掩模，通过蚀刻选择性地去除底
部电极材料膜。
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